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１．概要（Summary） 

光伝導アンテナは、THz 波を発生・検出する方法の 1

つである。しかし、現時点ではその発生・検出信号が弱い

ことが問題である。本研究では金属グレーティングをもち

いて電場を局所的に増強しようと考え、実際に金属グレー

ティングを作製するために電子ビーム露光によるレジスト

パターンの作製を試みた。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高精度電子ビーム描画装置 

【実験方法】 

GaAs基板上にレジスト ZEP520A とアニソールの混合

液を塗布し、電子ビーム露光装置を用いてナノパターン

の描画を行い、現像液 ZED-N50 を用いて現像を行った。

また、その後 Auを蒸着し、リフトオフを行った。 

 Dot Number : 200000[dots] 

 Field size : 500[micron] 

 Area Dose : 100[micro C/cm2] 

 Beam Current : 100[pA] 

 Dose Time : 0.1[micro sec/dot] 

 Tiの厚さ : 1.5[nm] 

 Auの厚さ : 30[nm] 

とした。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

電子ビームによる描画で作製したレジストのナノパター

ンをSEM観察した結果をFig.1(a)に、リフトオフ後のパタ

ーンの SEM観察図を Fig.1(b)に示す。 

Fig.1(a)では、作成した描画データと同様の周期でパ

ターンが描画され、基板上に数百ナノメートルのパターン

が作製されることが確認された。 

Au を蒸着し、リフトオフを行った Fig.1(b)では、きれい

にリフトオフできていたが、描画したエリアの端では Au が

剝がれてしまっている様子が確認された。 
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Fig. 1 Surface view of 1 layer resist after 

development 
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